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~Questione di... punti di vista!

Facciamo un salto nel nanomondo

izzati sulla conversione di radiazioni (IR)
B el oo cechio's capice di vedere luce
con lunghezza donda compresa tra i 400 ¢ i 700 nm, motivo per cui il laser
essendo un infrarosso non & visibile al nostro occhio. In particolare in questo
ser ha una lunghezza d’onda di 1064 nm mentre quella che
otterremo, owero la luce verde, avri una lunghezza d’onda di 532 nm Fesatta
di quella preced

* In cosa consiste?
Lesperimento ha il fine di trovare
massima conversione della luce verde
dell temperatura del cristallo.

temperatura capace di ottenere la
rando la potenzi verde in funzione

* Cosa abbiamo utilizzato? Laser invisibile PN

no bisogno di un banco ottico in

a a luce mediante
no un filro che “taglia” la luce per mostrare soltanto

L RIFRATTOMETRO IN FIBRA OTTICA LS

e — %
e "|« Che cos® il rifrattometro e a cosa serve? il

Un tipico esperimento da laboratorio, uilizzato per misurare Vindice di rifrazione di un

T lente inve
quella verde.

mezz0, awiene con il rifrattometro in fibra ottica. Un rifrattometro é uno strumento di
misura ottico utilizzato per det e Tindice di rifrazione di una sostanza o qualche
proprieta fisica di una sostanza che sia direttamente correlata al suo indice di rifrazione.

Quando la fibra ottica viene immersa e, successivamente, tolta da una sostanza liquida
si viene a formare una goecia. 1l raggio riffatto dunque, viene ulteriormente rifratio
dalla goceia che funge da vera e propria pellicola sottile. Per questo motivo il grafico
sulloscilloscopio non & un grafico retto ma assume un andamento sinusoidale.

+ Struttura del rifr
Un refrattometro
Circolatore elettric
Detector- trasforma l'intens

della huce;
A della luce in segnale elettrico;
inario sucui si leggono i risuliati ottenuti che riguardano

Oxclloscopio= m
Toscillazione ¢ lindice di rifrazione;

SPETTROSCOPIA OTTICA Fibra ottica= ago sottile paragonabile ad un capello di vetro.
h
imento di spetiroscopia & costituito daun
che emette una radiuone cletromagnetic 3d un cora fegetpy
uinds ad una certa ntensi

viene fatto passare allinterno di una m.lleu.x, nella <ll|:lc i
s di cui si vogliono studiare Ie carateist

Lo schem

Lioscilloscopio & uno srumento di misura eletir
visualizzare, su un grafico bidimensionale, l‘undilincnln nel|
segnali eleturici. R (|
Nel momento in cui la lunghezza della cavita ¢ pari a un
della lunghezza d'onda, quindi si ha una condizione #lf risonanza.
Inserendo su uno dei due s
dal colore verde, questulimo ostamento ¢orrisponde,
sul monitor delloscilloscopio, ad una rampa verde che si §osta: questo
spostamento  rappresenta Pampicza  di - scansione | del  piezo.
Nel momento in cui il piezo sposta lo specchio ad una distanza di n.
da fica e si ha quindi una

2z donda.
Tramite apparizione dei picchi ¢ possibile calcolare il tenipo impiegato
dalla luce per atraversare la celletia. f
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Il grande nanomondo
Micro e nanofabbricazione di dispositivi

-
LA LITOGRAFIA

La litografa (dal greco AlBos, lihos, "pictr
“serbvere) € una ecnicadistanpa
Per la fabbri d
con questa tecnica si st per
fotomaschera a un fotoresist fotosensibile.

Per la fabbricazione di nano-dispositivi si ricorre alli tecnica
del’EBL(c m Litography)che inv
su un resist sensibile agl elettroni

e yphgew, graphein,
delle immagini.
corre alla F

asferire un pattern da una

on-h

& un processo che permette il rasferimentodi una
a, patternda una maschera a un substrato mediante
dei polimeri. Tale processo comprende diversi passas
del substrato: si rimuove ogni tipo di sostanza organica
dalla superfic
2.Spinning del fotoresist: attraverso questo processo con [ vel
di una centrifuga si controlla lo spessore del fotoresist
8.Cottura del fotoresist: il “wafer™viene cotto a cirea 90° ¢ in questo
modo il solvente evapora e il otoresistsisolidific
dell ispetto al substrato ed esposizione:
I fotorcsist alla luce UV ¢ s forma un contatio dicto tra
ra c il substrato;
le parti esposte alla Tuce sono svi .l\q{pm
con un‘immersione in una soluzione alco
El‘m-nmgdel quale esistono due “varianti”:

880 diretto:consiste nella deposizione del film uuull

masch

con il film. Limmersione in un solvente organico
tone) rimuove il fotoresist, al quale sono a

Blecton Source

Resonsefrring  arcling e

FinalLens & E- Detector

* Cos’s 'EBLP
La litograia a fascio di eletroni (EBL) & una tecnica potente
creazione di nanostrutture troppo piccole per la Idlvl)n((mdné con
Ia fotolitografia convenzionale.

1 sistemi EBL all'ay ia possono raggiungere risoluzioni di
pochi nanometri. La tecnica funziona spostando un faseio di
elettroni  altamente focalizzato su un campione. In tal mbdo si
«wscrive» con un pennello di elettroni sul resist. Il cio di elettroni
induce un cambiamento nella struttura mole nella
solubilita del resist. I resist & poi sviluppato in un ~nlvcm] adatto
per dissolvere selettivamente le aree esposte o non espaste del

|

A scuola di astroparticelle - lll Edizione



